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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ）６００～１００,０００の質量平均分子量を有するフッ素含有ポリマーを含んでな
る０.１～２質量％の成分（Ｉ）；
　ｂ）６００～１００,０００の質量平均分子量を有し、反応性官能基を有するフッ素お
よびケイ素含有ポリマーを含んでなる０.１～７５質量％の成分（II）、ここで、成分（I
I）が式（II）
【化１】

（式中、Ａは反応性官能基であり、Ｒ1～Ｒ3はそれぞれ個別に、エーテル結合を含有する
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または含有しない、Ｃ1～Ｃ6アルキル基であり、ここで、少なくとも１つのＲは少なくと
も部分的にフッ素化されており、ｘ、ｙおよびｚは、ポリマー中の繰り返し単位の数を示
す整数であり、ここで、ｘ、ｙ、およびｚの少なくとも１つは０より大きい）
で表される；
　ｃ）６００未満の質量平均分子量を有し、少なくとも１つの官能基を有する反応性希釈
剤を含む５～９９.９質量％の成分（III）；
　ｄ）１０,０００未満の数平均分子量を有するフッ素含有の非官能性オリゴマーまたは
ポリマーを含む０～２０質量％の成分（IV）；ならびに
　ｅ）無機粒子を含む０～８０質量％の成分（Ｖ）
を含んでなる組成物であって、
　組成物の０.１～９５質量％が成分（Ｉ）および成分（II）の１つまたは両方であり、
組成物の５～９９.９質量％が成分（III）であり、組成物の残りが成分（IV）および（Ｖ
）の１つまたは両方であり、ここで、質量百分率はすべて成分（Ｉ）～（Ｖ）の総質量に
基づいており、ただし成分（Ｉ）と成分（IV）の両方が存在するとき、成分（Ｉ）は成分
（IV）と同一ではない、上記組成物。
【請求項２】
　ａ）６００～１００,０００の質量平均分子量を有するフッ素含有ポリマーを含んでな
る０～９５質量％の成分（Ｉ）；
　ｂ）６００～１００,０００の質量平均分子量を有し、反応性官能基を有するフッ素お
よびケイ素含有ポリマーを含んでなる０.１～７５質量％の成分（II）、ここで、成分（I
I）が式（II）

【化２】

（式中、Ａは反応性官能基であり、Ｒ1～Ｒ3はそれぞれ個別に、エーテル結合を含有する
または含有しない、Ｃ1～Ｃ6アルキル基であり、ここで、少なくとも１つのＲは少なくと
も部分的にフッ素化されており、ｘ、ｙおよびｚは、ポリマー中の繰り返し単位の数を示
す整数であり、ここで、ｘ、ｙ、およびｚの少なくとも１つは０より大きい）
で表される；
　ｃ）６００未満の質量平均分子量を有し、少なくとも１つの官能基を有する反応性希釈
剤を含む５～９９.９質量％の成分（III）；
　ｄ）１０,０００未満の数平均分子量を有するフッ素含有の非官能性オリゴマーまたは
ポリマーを含む５～１３質量％の成分（IV）；ならびに
　ｅ）無機粒子を含む０～８０質量％の成分（Ｖ）
を含んでなる組成物であって、
　組成物の０.１～９５質量％が成分（Ｉ）および成分（II）の１つまたは両方であり、
組成物の５～９９.９質量％が成分（III）であり、組成物の残りが成分（IV）および（Ｖ
）の１つまたは両方であり、ここで、質量百分率はすべて成分（Ｉ）～（Ｖ）の総質量に
基づいており、ただし成分（Ｉ）と成分（IV）の両方が存在するとき、成分（Ｉ）は成分
（IV）と同一ではない、上記組成物。
【請求項３】
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　成分（Ｉ）が０.１％～２％の質量％で存在する請求項２に記載の組成物。
【請求項４】
　成分（Ｉ）が１０,０００～７０,０００の質量平均分子量を有する請求項１または２に
記載の組成物。
【請求項５】
　成分（II）が４％～７５％の質量％で存在し、６００～３,０００の質量平均分子量を
有する請求項１または２に記載の組成物。
【請求項６】
　成分（III）が、６００未満の質量平均分子量を有し、少なくとも１つの官能基を有す
るフッ素含有反応性希釈剤を含んでなる成分（IIIａ）を含んでなるか、または成分（III
）が、６００未満の質量平均分子量を有し、少なくとも１つの官能基を有するケイ素含有
反応性希釈剤を含んでなる成分（IIIｂ）を含んでなるか、または成分（III）が、６００
未満の質量平均分子量を有し、少なくとも１つの官能基を有するフッ素およびケイ素含有
反応性希釈剤を含んでなる成分（IIIｃ）を含んでなる、請求項１または２に記載の組成
物。
【請求項７】
　成分（III）が１５％～８０％の質量％で存在し、２００以上６００未満の質量平均分
子量を有する請求項１または２に記載の組成物。
【請求項８】
　成分（IV）が５％～１３％の質量％で存在し、３,０００～８,０００の数平均分子量を
有する請求項１または２に記載の組成物。
【請求項９】
　成分（IV）がパーフルオロポリアルキルエーテルオリゴマーまたはポリマーであり、成
分（Ｖ）が１０％～４０％の質量％で存在する請求項１または２に記載の組成物。
【請求項１０】
　成分（Ｖ）が導電性または半導性無機粒子を含む請求項１または２に記載の組成物。
【請求項１１】
　請求項１または２に記載の組成物を含むコーティング。
【請求項１２】
　請求項１または２に記載の組成物でコートされた基材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学用途向けに調合されたフルオロポリマーコーティング、およびそれらを
含む物品に関する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　フルオロポリマーは多くの用途におけるコーティングの成分として使用されてきた。し
かし、それらは、機械的強度、耐引っ掻き性、および接着性などの特性の点で制限され得
る。塗布後に向上した性能特性、特に光学用途において、トップコートとして有用である
ときに接着性、機械的特性、耐引っ掻き性、低い表面エネルギー、撥性、および透明性の
良好なバランスを特に提供するコーティング調合物が継続して必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　ａ）約６００～約１００，０００の重量平均分子量を有し、任意選択的に反応性官能基
を有するフッ素含有ポリマーを含む約０～約９５重量％の成分（Ｉ）；
　ｂ）約６００～約１００，０００の重量平均分子量を有し、任意選択的に反応性官能基
を有するフッ素およびケイ素含有ポリマーを含む約０～約９５重量％の成分（ＩＩ）；
　ｃ）約６００未満の重量平均分子量を有し、そして少なくとも１つの官能基を有する反



(4) JP 5706414 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

応性希釈剤を含む約５～約９９．９重量％の成分（ＩＩＩ）；
　ｄ）約１０，０００未満の数平均分子量を有するフッ素含有の非官能性オリゴマーまた
はポリマーを含む約０～約２０重量％の成分（ＩＶ）；ならびに
　ｅ）無機粒子を含む約０～約８０重量％の成分（Ｖ）
を含む組成物であって、
　組成物の約０．１～約９５重量％が成分（Ｉ）および成分（ＩＩ）の１つまたは両方で
あり、組成物の約５～約９９．９重量％が成分（ＩＩＩ）であり、組成物の残りが成分Ｉ
ＶおよびＶの１つまたは両方であり、ここで、重量百分率はすべて成分Ｉ～Ｖの総重量を
基準としており、そしてただし両方が存在するとき成分（Ｉ）は成分（ＩＶ）と同一では
ない組成物が本明細書において記載される。
【０００４】
　上記の組成物から製造されたコーティング、およびこの組成物でコートされた基材もま
た記載される。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
組成物
　反応性希釈剤、および任意選択的に非反応性オリゴマーフルオロ添加物、架橋剤、また
は無機粒子とともに、フルオロポリマーまたはフルオロおよびケイ素ポリマーを含む組成
物であって、特に光学用途において、トップコートとして有用な接着性、機械的特性、耐
引っ掻き性、低い表面エネルギー、撥性、および透明性の良好なバランスを、硬化すると
、コーティングに提供する組成物、この組成物を含むコーティング付きの物品、およびコ
ーティングの方法が本明細書において開示される。
【０００６】
　ａ）約６００～約１００，０００の重量平均分子量を有し、任意選択的に反応性官能基
を有するフッ素含有ポリマーを含む約０～約９５重量％の成分（Ｉ）；
　ｂ）約６００～約１００，０００の重量平均分子量を有し、任意選択的に反応性官能基
を有するフッ素およびケイ素含有ポリマーを含む約０～約９５重量％の成分（ＩＩ）；
　ｃ）約６００未満の重量平均分子量を有し、そして少なくとも１つの官能基を有する反
応性希釈剤を含む約５～約９９．９重量％の成分（ＩＩＩ）；
　ｄ）約１０，０００未満の数平均分子量を有するフッ素含有の非官能性オリゴマーまた
はポリマーを含む約０～約２０重量％の成分（ＩＶ）；ならびに
　ｅ）無機粒子を含む約０～約８０重量％の成分（Ｖ）
を含む組成物であって、
　組成物の約０．１～約９５重量％が成分（Ｉ）および成分（ＩＩ）の１つまたは両方で
あり、組成物の約５～約９９．９重量％が成分（ＩＩＩ）であり、組成物の残りが成分Ｉ
ＶおよびＶの１つまたは両方であり、ここで、重量百分率はすべて成分（Ｉ）～（Ｖ）の
総重量を基準としており、そしてただし両方が存在するとき成分（Ｉ）は成分（ＩＶ）と
同一ではない組成物が本明細書において記載される。
【０００７】
　重量百分率は、未硬化組成物中の成分（Ｉ）～（Ｖ）の総重量を基準としている。各個
々の組成が当該成分について定義される通りであるという条件で、各成分は、２つ以上の
個々の組成を含んでもよい。当該成分の重量百分率はそれ故、当該成分中の個々の組成の
合計であろう。
【０００８】
　「官能基」とは、重合性の多官能反応性基およびまた重合性ではない一官能反応性基を
意味する。「重合性基」とは、マクロマー連結をもたらす２つ以上の付加共有結合を形成
する能力を有する反応性多官能基を意味する。重合性基としては具体的には、フリーラジ
カル重合によって重合することができる基、およびカチオン重合、アニオン重合、配位重
合、開環重合、付加重合またヘテロリティック重合によって重合することができる基が挙
げられる。好適な官能基としては、ヒドロカルビル基などのエチレン系またはアセチレン
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系不飽和基、イソシアネート、エポキシド、オキシラン、環状アセタールなどのしかしそ
れらに限定されない環状エーテル、スルフヒドリル、スクシンイミド、マレインイミド、
アミン、イミン、アミド、イミド、酸無水物、シアノ基、カルボン酸、ヒドロキシル基、
スルホン酸、シランおよびホスフェート基が挙げられるが、それらに限定されない。エチ
レン系不飽和基としては、ビニルエーテル、Ｎ－ビニルアミドなどのビニル基、アリル基
、不飽和モノカルボン酸、不飽和ジカルボン酸、および不飽和トリカルボン酸、ならびに
相当する不飽和酸エステルが挙げられる。不飽和モノカルボン酸としては、アクリル酸、
メタクリル酸およびクロトン酸が挙げられる。不飽和ジカルボン酸としては、マレイン酸
、フマル酸、イタコン酸、メサコン酸またはシトラコン酸が挙げられる。不飽和トリカル
ボンとしては、アコニット酸が挙げられる。重合性基はまた、アクリルアミド、Ｎ－イソ
プロピルアクリルアミド、ヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルメタクリレ
ート、および類似ビニルおよびアリル化合物などの、このような物質の誘導体であっても
よい。官能性シラン基としては、不飽和ビニル、アリル、アクリレート、メタクリレート
シラン基、アルコキシ、アシルオキシ、フェノキシ、ハロゲン、アミン、アミド、ウレア
、イミダゾール、カルバメート、ケトキシミンおよびオキサゾリジノンシラン基が挙げら
れるが、それらに限定されない。反応性基形成化合物は、マクロマーへの簡単な組み込み
を可能にするために、安定な活性化形態で好ましくは入手可能であろう。このような物質
の例は、（メタ）アクリロイルクロリド、アクリル酸無水物、およびアリルグリシジルエ
ーテルである。重合性基は、マクロマーの１つ以上の末端に好ましくは置かれる。別の実
施形態においては、重合性基はマクロマー内部に置くことができる。
【０００９】
　上記の組成物はコーティングとして使用することができる。ある実施形態においてはコ
ーティングは低い表面エネルギー、それ故高い撥性、汚れ抵抗性、反射防止特性、耐引っ
掻き性、および／または良好な透明性を有することができ、それによってコーティングが
光学用途などの多くの用途向けに有用であることを可能にする。本明細書において記載さ
れるコーティングは、０．５ｎｍ～１００ミクロン、１ｎｍ～１５ミクロン、または１ｎ
ｍ～１ミクロンの厚さを有することができる。
【００１０】
　基材上のコーティングもまた本明細書において記載される。基材は、陰極線管ディスプ
レイ（ＣＲＴ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッセンスデ
ィスプレイ（ＥＬＤ）、および液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などのしかしそれらに限定さ
れない、光学ディスプレイ基材、ディスプレイ表面またはパネル、光学レンズ、ウィンド
ウ、光学偏光子、光学フィルター、光沢印刷物および写真、透明ポリマーフィルムなどで
あることができる。基材は、透明かアンチグレアかのどちらかであってもよく、アセチル
化セルロース（たとえば、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ））、ポリエステル（たとえ
ば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ））、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリ
レート（ＰＭＭＡ）、ポリアクリレート、ポリビニルアルコール、ポリスチレン、ガラス
、ビニル、ナイロンなどが挙げられるが、それらに限定されない。好ましい基材は、ＴＡ
Ｃ、ＰＥＴおよびＰＭＭＡである。基材は、アクリレートハードコートなどのしかしそれ
に限定されない、基材と本コーティングとの間に塗布されたハードコートなどの１つ以上
の追加のコーティングを任意選択的に有する。
【００１１】
成分（Ｉ）
　成分（Ｉ）は、約６００～約１００，０００の重量平均分子量を有する、任意選択的に
反応性官能基を有するフッ素含有ポリマーを含む。フルオロポリマーとしても知られる、
「フッ素含有ポリマー」とは、ハロゲンおよび水素原子の総数の少なくとも１０％がフッ
素原子であるポリマーを意味する。本出願の目的のためには、フッ素含有ポリマーは、フ
ルオロオレフィン（たとえば、フルオロエチレン、フッ化ビニリデン、テトラフルオロエ
チレン、およびヘキサフルオロプロピレン）、（メタ）アクリル酸の部分もしくは完全フ
ッ素化アルキルエステル誘導体、ならびに部分もしくは完全フッ素化ビニルエーテルを含
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むフッ素含有ビニルモノマーから得られる。この観点から、フッ素含有ビニルモノマーは
、生じた、任意選択的に架橋性の、ポリマーにおいて、約１０重量％～約７０重量％、ま
たは約３０重量％から約５０重量％までのフッ素含有率％を与えるために一般に使用され
る。
【００１２】
　一実施形態においては、成分（Ｉ）はフルオロエラストマーである。フルオロエラスト
マーは、２つ以上のタイプのモノマーから生じる繰り返し単位を含み、架橋に３次元網状
構造を形成させる硬化部位を任意選択的に有する。第１モノマータイプは、結晶化する傾
向を有する直鎖フルオロエラストマー鎖セグメントを生じさせる。嵩高い基を有する第２
モノマータイプは、このような結晶化傾向を打破し、そして実質的に非晶質のエラストマ
ーを生成するための間隔でフルオロエラストマー鎖中へ組み込まれる。直鎖セグメントの
ために有用なモノマーは、嵩高い置換基なしのものであり、フッ化ビニリデン（ＶＤＦ）
、ＣＨ２＝ＣＦ２；テトラフルオロエチレン（ＴＦＥ）、ＣＦ２＝ＣＦ２；クロロトリフ
ルオロエチレン（ＣＴＦＥ）、ＣＦ２＝ＣＦＣｌ；およびエチレン（Ｅ）、ＣＨ２＝ＣＨ

２が挙げられるが、それらに限定されない。結晶性を乱すために有用な嵩高い基を有する
モノマーとしては、ヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）、ＣＦ２＝ＣＦＣＦ３；１－ヒ
ドロペンタフルオロプロピレン、ＣＨＦ＝ＣＦＣＦ３；２－ヒドロペンタフルオロプロピ
レン、ＣＦ２＝ＣＨＣＦ３；パーフルオロ（アルキルビニルエーテル）（たとえば、パー
フルオロ（メチルビニル）エーテル（ＰＭＶＥ）、ＣＦ２＝ＣＦＯＣＦ３）；およびプロ
ピレン（Ｐ）、ＣＨ２＝ＣＨＣＨ３が挙げられる。フルオロエラストマーは、フルオロエ
ラストマーハンドブック：信頼のおけるユーザーのガイドおよびデータブック（Ｆｌｕｏ
ｒｏｅｌａｓｔｏｍｅｒｓ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ：Ｔｈｅ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｖｅ　Ｕｓｅ
ｒ’ｓ　Ｇｕｉｄｅ　ａｎｄ　Ｄａｔａｂｏｏｋ），Ｗｉｌｌｉａｍ　Ａｎｄｒｅｗ　Ｐ
ｕｂｌｉｓｈｉｎｇ，ＩＳＢＮ　０－８１５５－１５１７－０（２００６）にＡ．Ｍｏｏ
ｒｅによって大まかに記載されている。
【００１３】
　米国特許第４，６９４，０４５号明細書において、Ｍｏｏｒｅによって開示されている
ものなどの、エチレン、テトラフルオロエチレン、パーフルオロ（アルキルビニルエーテ
ル）および臭素含有硬化部位モノマーを含むフルオロエラストマーが本発明の組成物にお
いて有用である。ＤｕＰｏｎｔ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒｓ，ＤＥ
，ＵＳＡから入手可能な、Ｖｉｔｏｎ（登録商標）ＧＦシリーズ・フルオロエラストマー
、たとえばＶｉｔｏｎ（登録商標）ＧＦ－２００Ｓもまた本発明において有用である。
【００１４】
　別の実施形態においては成分（Ｉ）は、Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉｎｃ．
，Ｅｘｔｏｎ，ＰＡ，ＵＳＡから入手可能な、Ｅ１０－ＤＡパーフルオロポリエーテルジ
アクリレートオリゴマーなどの、エーテル結合を含有する、任意選択的に、アクリレート
などの反応性官能基を有する、過フッ素化ポリマーである。
【００１５】
　別の実施形態においては成分（Ｉ）は少なくとも１つの反応性官能基を含有する。
【００１６】
　一実施形態においては成分（Ｉ）は、本組成物中の成分（Ｉ）～（Ｖ）の総重量を基準
として約０％～約９５％の重量％で存在する。別の実施形態においては成分（Ｉ）は、約
０．１％、または約０．５％から約１％、または約２％までの重量％で存在する。
【００１７】
　別の実施形態においては成分（Ｉ）は、約１０，０００～約７０，０００の重量平均分
子量を有する。
【００１８】
成分（ＩＩ）
　成分（ＩＩ）は、上に定義されたように、約６００～約１００，０００の重量平均分子
量を有する、任意選択的に反応性官能基を有するフッ素およびケイ素含有ポリマーを含む
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。「フッ素およびケイ素含有ポリマー」とは、さらに１つ以上のケイ素官能基またはケイ
素非反応性基を含有する、上に定義されたようなフッ素含有ポリマー、または低分子量フ
ッ素含有置換基／セグメントを有するポリマー主鎖中にケイ素を含有するポリマーを意味
する。
【００１９】
　一実施形態においては、成分（ＩＩ）は式（ＩＩ）
【化１】

（式中、Ａは反応性官能基であり、Ｒ１～Ｒ６はそれぞれ独立して、エーテル結合を任意
選択的に含有する、Ｃ１～Ｃ６アルキル基であり、ここで、少なくとも１つのＲは少なく
とも部分的にフッ素化されており、ｘ、ｙおよびｚは、ポリマー中の繰り返し単位の数を
示す整数であり、ここで、ｘ、ｙ、およびｚの少なくとも１つは０より大きい）
で表される。典型的にはＡはヒドロキシル、シラン、アミン、不飽和モノカルボン酸、ま
たはエチレン系不飽和基である。より典型的にはＡはヒドロキシルまたは－ＣＨ＝ＣＨ２

である。
【００２０】
　一実施形態においては成分（ＩＩ）は、本組成物中の成分（Ｉ）～（Ｖ）の総重量を基
準として約０～約９５％の重量％で存在する。別の実施形態においては、成分（ＩＩ）は
、約０．１％、または約４％、または約１０％、または約２５％から約３０％、または約
６５％、または約７５％までの重量％で存在する。
【００２１】
　一実施形態においては成分（ＩＩ）は、約６００～約３，０００の重量平均分子量を有
する。
【００２２】
成分（ＩＩＩ）
　成分（ＩＩＩ）は、約６００未満の重量平均分子量を有し、そして少なくとも１つの官
能基を有する反応性希釈剤を含む。
【００２３】
　「反応性希釈剤」とは、上に定義されたように、少なくとも１つの重合性の多官能反応
性基しかし重合性ではない一官能反応性基を有するオリゴマーを意味する。好適な反応剤
希釈剤としては、フッ素含有、ケイ素含有、フッ素およびケイ素含有オリゴマーが挙げら
れるが、それらに限定されない。反応性希釈媒体または反応性溶媒とも呼ばれる、反応性
希釈剤は典型的には、約２００～約６００ｇ／モル未満の分子量の液体化合物であり、そ
してＤＩＮ　５５９４５：１９９６－０９（Ｄｅｕｔｓｃｈｅｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔ　ｆ
ｕｅｒ　Ｎｏｒｍｕｎｇ，Ｐａｉｎｔｓ　ａｎｄ　Ｖａｒｎｉｓｈｅｓ）によるより長い
呼称の代わりの簡略化表現を表し、ＤＩＮ　５５９４５は、コーティング組成物において
最初は溶媒として働き、そしてフィルム形成の過程で、バインダーから独立して自己架橋
による化学反応を受けるかまたは反応性基によってバインダー中へ共有結合で組み込まれ
てバインダーの一部になる希釈剤を記載している。それらは典型的には、少なくとも１つ
の二重結合、特に少なくとも２つの二重結合を含有するオレフィン系不飽和モノマーであ
る。例としては、１，３－ブタンジオールジアクリレート、１，４－ブタンジオールジア
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クリレート、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、トリメチロールプロパンメチル
エーテルジアクリレート、ヘキサンジオールエトキシル化ジアクリレート、ヘキサンジオ
ールプロポキシル化ジアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、トリメチ
ロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタ
エリスリトールペンタ／ヘキサアクリレート、および加水分解反応性のアルコキシ－、カ
ルボキシ－、アミノ－、アミノキシ－、ハロゲノ－置換シランなどのシラン官能反応性希
釈剤が挙げられるが、それらに限定されない。反応性希釈剤は、Ｒｏｅｍｐｐ　Ｌｅｘｉ
ｋｏｎ　Ｌａｃｋｅ　ｕｎｄ　Ｄｒｕｃｋｆａｒｂｅｎ，Ｇｅｏｒｇ　Ｔｈｉｅｍｅ　Ｖ
ｅｒｌａｇ，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ，Ｎ．Ｙ．，１９９８，ｐａｇｅ　４９１，「反応性希
釈剤（Ｒｅａｃｔｉｖｅ　ｄｉｌｕｅｎｔｓ）」に大まかに記載されている。
【００２４】
　一実施形態においては成分（ＩＩＩ）は、本組成物中の成分（Ｉ）～（Ｖ）の総重量を
基準として約５％～約９９．９％の重量％で存在する。別の実施形態においては、成分（
ＩＩＩ）は、約１５％、または約３０％から約８０％、または約９５％までの重量％で存
在する。
【００２５】
　一実施形態においては成分（ＩＩＩ）は、約２００～約６００未満の重量平均分子量で
存在する。
【００２６】
　一実施形態においては、成分（ＩＩＩ）は、２，２，３，３，４，４，５，５－オクタ
フルオロ－１，６－ヘキサンジオールジアクリレートおよび２，２，３，３－トリフルオ
ロ－１，４－ブタンジオールジアクリレートなどの、約６００未満の重量平均分子量を有
し、そして１つ以上のアクリレート基を含むがそれに限定されない、少なくとも１つの官
能基を有するフッ素含有反応性希釈剤を含む、成分（ＩＩＩａ）を含む。
【００２７】
　別の実施形態においては、成分（ＩＩＩ）は、テトラエトキシシラン、メチルトリメト
キシシラン、オクチルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、メチルトリア
セトキシシラン、およびメチルトリス（ジメチルアミノ）シランなどの、約６００未満の
重量平均分子量を有し、そしてアルキルまたはアルキルオキシ基で置換されたシランを含
むがそれに限定されない、少なくとも１つの官能基を有するケイ素含有反応性希釈剤を含
む、成分（ＩＩＩｂ）を含む。
【００２８】
　別の実施形態においては、成分（ＩＩＩ）は、１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－パーフルオロ
デシルトリエトキシシランおよび１Ｈ，１Ｈ，２Ｈ，２Ｈ－パーフルオロオクチルトリメ
トキシシランなどの、約６００未満の重量平均分子量を有し、そしてフッ素化アルキルま
たはアルキルオキシ基で置換されたシランを含むがそれに限定されない、少なくとも１つ
の官能基を有するフッ素およびケイ素含有反応性希釈剤を含む、成分（ＩＩＩｃ）を含む
。
【００２９】
成分（ＩＶ）
　成分（ＩＶ）は、約１０，０００未満の数平均分子量を有するフッ素含有の非官能性オ
リゴマーまたはポリマーを含む。「フッ素含有の非官能性オリゴマーまたはポリマー」と
は、約１０，０００未満の重量平均分子量に限定される、そして官能基をまったく持たな
いフッ素含有オリゴマーまたはポリマーを意味する。フッ素含有オリゴマーは、フルオロ
オレフィン（たとえば、フルオロエチレン、フッ化ビニリデン、テトラフルオロエチレン
、およびヘキサフルオロプロピレン）、（メタ）アクリル酸の部分もしくは完全フッ素化
アルキルエステル誘導体、および部分もしくは完全フッ素化ビニルエーテルを含むフッ素
含有ビニルモノマーから得られる。フッ素含有ビニルモノマーは、生じた、任意選択的に
架橋性のポリマー中に、約１０重量％、または約３０重量％、または約５０重量％から約
５０重量％、または約７０重量％、または約９０重量％までのフッ素含有率を与えるため
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に一般に使用される。好適なオリゴマーまたはポリマーの一実施形態は、パーフルオロポ
リアルキルエーテルとも呼ばれる、パーフルオロポリエーテルである。別の実施形態は、
化学構造：Ｆ－（ＣＦ（ＣＦ３）－ＣＦ２－Ｏ）ｎ－ＣＦ２ＣＦ３（式中、ｎは約１０～
約６０である）のオリゴマーである。好適な一例は、Ｋｒｙｔｏｘ（登録商標）フッ素化
オイル（Ｅ．Ｉ．ｄｕ　Ｐｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗ
ｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥから入手可能な）のクラスである。
【００３０】
　一実施形態においては、成分（ＩＶ）の数平均分子量は約３，０００～約８，０００で
ある。
【００３１】
　一実施形態においては成分（ＩＶ）は、本組成物中の成分（Ｉ）～（Ｖ）の総重量を基
準として約０～約２０％の重量％で存在する。別の実施形態においては成分（ＩＶ）は約
０．１％または約５％から約１３％、または約２０％までの重量％で存在する。
【００３２】
成分（Ｖ）
　成分（Ｖ）は無機粒子を含む。
【００３３】
　一実施形態においては成分（Ｖ）は、本組成物中の成分（Ｉ）～（Ｖ）の総重量を基準
として約０～約８０％の重量％で存在する。別の実施形態においては、成分（Ｖ）は、約
０．１％、または約５％、または約１０％、または約２０％から約３０％、または約４０
％、または約８０％までの重量％で存在する。
【００３４】
　無機粒子は典型的には、酸化ケイ素、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化アンチモン
、酸化ジルコニウム、酸化インジウムスズ、酸化アンチモンスズ、混合酸化チタン／スズ
／ジルコニウム、ならびにチタン、アルミニウム、アンチモン、ジルコニウム、イリジウ
ム、スス、ニオブ、タンタル、および亜鉛から選択される１つ以上のカチオンの二成分、
三成分、四成分および高次複合酸化物などのしかしそれらに限定されない、無機酸化物で
ある。２タイプ以上の粒子は組み合わせて使用されてもよい。その他の場合においては、
一酸化物が一粒子において別の酸化物を封入している、粒子複合体（たとえば、単一もし
くは多重コア／シェル構造体）を使用することができる。粒子はまた、表面官能化するこ
とができる。
【００３５】
　粒子は、球形および長方形を含む、あらゆる形状であることができ、典型的にはサイズ
が比較的一様であり、実質的に非凝集のままである。それらは、中空、多孔質、または中
実であることができる。粒子の直径は約１００ミクロン未満、好ましくは７０ミクロン未
満である。
【００３６】
　一実施形態においては、粒子は、帯電防止特性を有するコーティングを生成するために
、導電性または半導性である。この実施形態において使用することができる典型的な金属
含有粒子としては、酸化インジウムスズ、酸化アンチモンスズ、Ｓｂ２Ｏ３、Ｓｂ２Ｏ５

、Ｉｎ２Ｏ３、ＳｎＯ２、酸化アンチモン亜鉛、酸化亜鉛、酸化アルミニウム－亜鉛、酸
化タングステン、酸化モリブデン、酸化バナジウムおよび酸化鉄が挙げられる。
【００３７】
コーティング方法
　本発明の別の態様は、上記の組成物を含むコーティングである。
【００３８】
　ａ）好適な溶媒中のコーティング組成物を提供する工程であって、前記コーティング組
成物が、
　　（ｉ）約６００～約１００，０００の重量平均分子量を有し、任意選択的に反応性官
能基を有するフッ素含有ポリマーを含む約０～約９５重量％の成分（Ｉ）；
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　　（ｉｉ）約６００～約１００，０００の重量平均分子量を有し、任意選択的に反応性
官能基を有するフッ素およびケイ素含有ポリマーを含む約０～約９５重量％の成分（ＩＩ
）；
　　（ｉｉｉ）約６００未満の重量平均分子量を有し、そして少なくとも１つの官能基を
有する反応性希釈剤を含む約５～約９９．９重量％の成分（ＩＩＩ）；
　　（ｉｖ）約１０，０００未満の数平均分子量を有するフッ素含有の非官能性オリゴマ
ーまたはポリマーを含む約０～約２０重量％の成分（ＩＶ）；ならびに
　　（ｖ）無機粒子を含む約０～約８０重量％の成分（Ｖ）
を含み、
ここで、コーティング組成物の約０．１～約９５重量％が成分（Ｉ）および成分（ＩＩ）
の１つまたは両方であり、コーティング組成物の約５～約９９．９重量％が成分（ＩＩＩ
）であり、コーティング組成物の残りが成分（Ｉ）～（Ｖ）の１つまたは両方であり、こ
こで、重量百分率はすべて成分（Ｉ）～（Ｖ）の総重量を基準としており、そしてただし
両方が存在するとき成分（Ｉ）は成分（ＩＶ）と同一ではない工程と；
　ｂ）コーティング組成物を基材に塗布する工程と；
　ｃ）任意選択的に、溶媒をコーティング組成物から少なくとも部分的に除去する工程と
；
　ｄ）コーティング組成物を硬化させる工程と
を含む、基材上のコーティングの製造方法が本明細書において記載される。
【００３９】
　コーティングは、当該技術分野において公知のあらゆる方法によって工程（ｂ）で製造
することができる。好適な一方法は、単一コーティング工程で組成物を基材上にコートし
て液体混合物コーティングを基材上に形成することを含む。組成物は、コートする前に好
適な溶媒と任意選択的に組み合わせることができる。組成物を単一コーティング工程で基
材上へ塗布するために有用なコーティング技法は、米国特許出願公開第２００５／１８７
３３３号明細書に記載されているようなマイクログラビアコーティングなどの、液体の薄
い、一様な層を基材上に形成することができるものである。
【００４０】
　好適な溶媒としては、組成物の硬化特性に悪影響を及ぼさないかまたは基材を攻撃しな
いものが挙げられ、単一溶媒または好適な溶媒の混合物であることができる。さらに、溶
媒は、未硬化組成物への溶媒の添加が組成物中に存在するあらゆる粒子の凝集をもたらさ
ないように選択される。さらに、溶媒は、それが適切な乾燥速度を有するように選択され
るべきである。それはまた、得られるコーティング中にピンホールまたはクレーターなど
の欠陥を引き起こし得る、余りにも速く乾燥するべきではない。有用な溶媒としては、極
性非プロトン性有機溶媒が挙げられるがそれらに限定されず、代表的な例としては、メチ
ルエチルケトンおよびメチルイソブチルケトンなどの脂肪族および脂環式ケトン；酢酸プ
ロピルなどのエステル；ジ－ｎ－ブチルエーテルなどのエーテル、ならびにそれらの組み
合わせが挙げられる。好ましい溶媒としては、酢酸プロピルおよびメチルイソブチルケト
ンが挙げられる。別の実施形態においては、溶媒は、高レベルのフッ素を含有するポリマ
ーのために特に有用である、フッ素を含有することができる。
【００４１】
　本方法は、基材上の液体混合物コーティングから溶媒を少なくとも部分的に除去して基
材上にコーティングを形成する工程（ｃ）を含むことができる。溶媒は、公知の方法、例
えば、熱、真空、および／または基材上のコートされた液体分散系のすぐ近くへの不活性
ガスの流れによって除去することができる。熱が溶媒を除去するために使用される場合、
それは、特に湿気硬化性のシラン基については、任意選択的に高湿度の条件下に、周囲よ
り高い、そして約１００℃未満、または約７０℃未満の温度で、約３時間以下の、または
２～３時間コートされた基材を加熱することによって典型的には行われる。不活性ガスの
流れが使用される場合、それは、コートされた基材の一面に約１０分以下、または約１～
約３分の時間窒素ガスを流すことによって典型的には行われる。
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【００４２】
　コーティングプロセスはまた、基材上の液体混合物コーティングを硬化させる工程（ｄ
）を含むことができる。「硬化」とは、コーティングの架橋性および／または反応性成分
が実質的に架橋しておよび／または反応して「硬化した」コーティングを形成することを
意味する。用語「実質的に」とは、さらなる硬化が時間とともに起こってもよいが、硬化
の少なくとも半分が起こったことを意味する。
【００４３】
　未硬化コーティングはフリーラジカル機構によって好ましくは硬化させられる。フリー
ラジカルは、任意選択的に未硬化組成物中に含まれる、有機過酸化物の熱分解によって、
または紫外（ＵＶ）放射線、ガンマ放射線、もしくは電子ビームなどの放射線によってな
どの公知の方法によって発生させられてもよい。放射線が使用される場合、コートされた
基材は、任意選択的に高められた温度で、約１～約１０分間、放射線に典型的には露光さ
れるであろう。未硬化コーティングはまた、ハイドロシランを含むハイドロシリル化また
は、容易に縮合して安定なシロキサン結合を形成する、反応性シラノールへの加水分解を
受けるシラン含有基の加水分解縮合などのシリコーン化学によって硬化させることができ
よう。ハイドロシリル化は、フリーラジカル開始剤を使用してか、特に、白金またはロジ
ウムなどのＶＩＩＩ族金属からの、遷移金属を含む、様々なその他の触媒を使用してかの
どちらかで成し遂げることができる。触媒は、加水分解性シランの加水分解および縮合を
触媒するために典型的には添加される。典型的な触媒としては、中および強酸または塩基
、アミン、ジブチルスズジラウレート、ジブチルスズジアセテート、ジブチルスズジオク
トエート、二酸化ジブチルスズなどのスズ含有化合物；テトライソプロピルチタネート、
テトラブチルチタネート（たとえば、ＤｕＰｏｎｔ　Ｔｙｚｏｒ（登録商標）有機チタネ
ート）、アルミニウムチタネート、アルミニウムキレート、ジルコニウムキレートなどの
チタネートが挙げられるが、それらに限定されない。
【００４４】
物品
　本発明の別の態様は、本組成物の反応生成物でコートされた基材、または、上記のよう
な、乾燥したおよび硬化したコーティング、ならびに前記基材を含む物品である。
【００４５】
　本明細書において記載されるコーティングのために好適な基材は、ディスプレイ表面、
ディスプレイパネル、光学レンズ、ウィンドウ、光学偏光子、光学フィルター；陰極線管
ディスプレイ（ＣＲＴ）、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）、エレクトロルミネッ
センスディスプレイ（ＥＬＤ）、および液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）などのしかしそれら
に限定されない光学ディスプレイ基材；光沢印刷物および写真、透明ポリマーフィルムな
どの物品で使用される。基材は、透明、汚れ防止またはアンチグレアであってもよく、ア
セチル化セルロース（たとえば、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ））、ポリエステル（
たとえば、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ））、ポリカーボネート、ポリメチルメ
タクリレート（ＰＭＭＡ）、ポリアクリレート、ポリビニルアルコール、ポリスチレン、
ガラス、ビニル、またはナイロンなどが挙げられるが、それらに限定されない。好ましい
基材は、ＴＡＣ、ＰＥＴ、ＰＭＭＡ、およびガラスである。基材は、基材と本コーティン
グとの間か、本コーティングのトップ上かのどちらかに塗布された、本明細書において記
載されるコーティングと同じものまたはそれとは異なるものであってもよい、その他のコ
ーティングを任意選択的に有することができる。一実施形態においては物品は、アクリレ
ートハードコートなどのしかしそれに限定されない、基材と本コーティングとの間に塗布
された、そしてこのハードコートまたは本コーティングのトップ上に塗布された帯電防止
層を任意選択的に含むハードコートを有する。
【００４６】
　本コーティングは、界面活性剤、帯電防止剤（有機または無機の）、均展剤、光増感剤
、紫外線吸収剤、安定剤、酸化防止剤、滑剤、顔料、染料、可塑剤、懸濁化剤などのその
他の添加剤を任意選択的に含有することができる。
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【実施例】
【００４７】
　本発明は、以下の実施例においてさらに明確にされる。これらの実施例は、本発明の好
ましい実施形態を示すが、例示のみの目的で示されることが理解されるべきである。上記
の考察およびこれらの実施例から、当業者は、本発明の本質的な特性を確認することがで
き、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、本発明を様々な用途および条件に合
わせるために本発明の様々な変更および修正を行うことができる。
【００４８】
　省略形の意味は次の通りである：「ｃｍ」はセンチメートルを意味し、「ｎｍ」はナノ
メートルを意味し、「ｓｅｃ」は秒を意味し、「ｍｍ」はミリメートルを意味し、「ｇ」
はグラムを意味し、「ｍｉｎ」は分を意味し、「ｄｅｇ」は度を意味し、「ｈ」は時間を
意味し、「ＭＷ」は分子量を意味し、「ｗｔ％」は重量パーセント（百分率）を意味する
。
【００４９】
正反射率（ＲＶＩＳおよびＲＭＩＮ）の測定
　本発明の反射防止コーティングでコートされた基材フィルムの３．７ｃｍ×７．５ｃｍ
片を、背面反射を防ぐために、捕捉気泡を排除するやり方で、黒色ＰＶＣ絶縁用テープ（
日東電工、ＰＶＣプラスチックテープ＃２１）のストリップをフィルムの非コート面に接
着することによって測定の準備する。このフィルムを次に、分光計の光路に垂直に保持す
る。垂直入射の約２度内にある反射光を捕捉し、赤外拡張範囲分光計（Ｆｉｌｍｅｔｒｉ
ｃｓ、モデルＦ５０）に導く。分光計を、その背面が粗くされ、そして黒くされたＢＫ７
ガラスの低反射率標準を使って４００ｎｍ～１７００ｎｍ間で較正する。正反射性反射は
、約２度の受光角での垂直入射で測定する。反射スペクトルを約１ｎｍの間隔で４００ｎ
ｍ～１７００ｎｍの範囲で記録する。低ノイズ・スペクトルは、機器がフルレンジにある
かまたは約６％反射で飽和するように長い検出器積分時間を用いることによって得られる
。さらなるノイズ減少は、スペクトルの３つ以上の別個の測定値を平均することによって
達成される。記録されたスペクトルから報告される反射率は、ｘ、ｙ、および正反射性反
射率（ＲＶＩＳ）として報告されるＹの色計算の結果である。色座標計算は、タイプＣ光
源を使って１０°標準観測者について行う。
【００５０】
曇り度
　曇り度は、ＢＹＫ－Ｇａｒｄｎｅｒ　ＵＳＡ，Ｃｏｌｕｍｂｉａ，ＭＤから入手可能な
「ＢＹＫ　Ｇａｒｄｎｅｒ　Ｈａｚｅ－Ｇｕａｒｄ　Ｐｌｕｓ」を用いて、ＡＳＴＭ　Ｄ
　１００３、「透明プラスチックの曇り度および視感透過率についての標準試験方法（Ｓ
ｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｓｔ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｈａｚｅ　ａｎｄ　Ｌｕｍｉｎｏｕ
ｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅ　ｏｆ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｐｌａｓｔｉｃｓ）
」の方法に従って測定する。
【００５１】
表面擦過傷
　本発明の反射防止コーティングでコートされた基材フィルムの３．７ｃｍ×７．５ｃｍ
片を、コートされた面を上にして、フィルムの端を接着テープでプレートに固定すること
によって平坦ガラスプレートの表面上に取り付ける。Ｌｉｂｅｒｏｎ銘柄＃００００スチ
ールウールを１ｃｍ×１ｃｍより僅かに大きいパッチへカットする。１ｃｍ×１ｃｍにカ
ットしたソフト（柔軟）発泡体パッドをスチールウールパッドの一面に置き、スリップフ
ィットＤｅｌｒｉｎ（登録商標）スリーブ中に保持された２００ｇの真ちゅう重りを発泡
体パッドのトップ上に置く。このスリーブを、ステッピングモーター駆動移動ステージモ
デルＭＢ２５０９Ｐ５Ｊ－Ｓ３　ＣＯ１８７６２によって移動させる。ＶＥＬＭＥＸ　Ｖ
ＸＭステッピングモーター制御器がこのステッピングモーターを駆動する。スチールウー
ルおよび重りアセンブリをフィルム表面上に置き、５ｃｍ／秒の速度で３ｃｍの距離にわ
たって１０サイクル（２０パス）の間、フィルム表面の一面に前後に擦りつける。
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【００５２】
表面擦過傷の定量化
　本方法は、擦過フィルムを画像形成する工程と、この画像のソフトウェア操作によって
擦過フィルム上の引っ掻き傷のついたパーセント面積を定量化する工程とを含む。
【００５３】
　すべての可能性をカバーする単一画像解析手順はまったく存在しない。当業者は、行わ
れる画像解析が非常に特異的であることを理解するであろう。一般的ガイダンスは、不特
定パラメーターが、過度の実験なしに識別する当業者の能力内にあるという理解のもとで
本明細書においては行われる。
【００５４】
　この解析は、サンプルの「軸上」照明および「軸外」照明の両方が存在し、そして画像
が垂直入射から約７度での反射光において撮られることを仮定する。引っ掻き傷は画像に
おいて垂直配向にあることがまた仮定される。適切な画像コントラストは、専門家または
当業者によって過度の実験なしに確定することができる。画像コントラストは、照度、カ
メラ白および暗基準設定、基材の屈折率、低屈折率組成物の屈折率および厚さによって制
御される。画像のコントラストを上げるためにまた、黒絶縁用テープの一片が基材の背面
に接着される。これは、背面反射を妨げる効果を有する。
【００５５】
　フィルム上の引っ掻き傷のついたエリアを解析するために使用される画像は、コンピュ
ーターにおけるフレームグラバーカードに連結されたビデオカメラから得られる。この画
像は、グレースケール６４０×４８０ピクセル画像である。カメラでの光学は、画像形成
領域の幅が７．３ｍｍであるように擦過エリアを拡大する（それは、擦過される１ｃｍ幅
領域のほとんどである）。
【００５６】
　Ｒｅｉｎｄｅｅｒ　Ｇｒａｐｈｉｃ’ｓ　Ｉｍａｇｅ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｔｏｏ
ｌｋｉｔ　ｐｌｕｇ－ｉｎｓ　ｆｏｒ　ＰｈｏｔｏＳｈｏｐを備えたＡｄｏｂｅ　Ｐｈｏ
ｔｏＳｈｏｐ　Ｖ７を用いて以下に記載されるように画像を処理する。
【００５７】
　第一に、画像をグレースケール画像に変換する（それが既にそうでない場合）。引っ掻
き傷の方向における２５ピクセルのモーションブラーが、引っ掻き傷を強調し、そしてノ
イズおよびフィルムへの外部からの損傷の重要性を減じるために行われる。このブラーは
、画像をきれいにするために３つのことを行う。第一に、擦過傷方向以外の方向でのフィ
ルムへの損傷は、バックグランドで平均化することによって排除される。第二に、個々の
白ドットは、バックグランドで平均化することによって取り除かれる。第三に、引っ掻き
傷におけるあらゆる小さいギャップも、インライン引っ掻き傷間で平均化することによっ
て埋められる。
【００５８】
　画像におけるピクセル強度の自動コントラスト調整の準備において、左上角に近い４つ
のピクセルが選択される。これらのピクセルは、２００（２５５の中から）の強度で満た
される。このステップは、万一画像中に明るい引っ掻き傷がまったく存在しない場合に、
非擦過材料の暗いバックグランド以外である、あるマークが画像中に存在することを確実
にする。これは、自動コントラスト調整を制限する効果を有する。用いられる自動コント
ラスト調整は、「ヒストグラム限界」：最大－最小」と呼ばれ、それは、ヒストグラムが
８－ビットのグレースケール画像において利用可能な０～２５５レベルを満たすように画
像のコントラストを変える。
【００５９】
　カスタムフィルターは次に、派生物を水平方向に撮り、そして次に元の画像を派生画像
に加減する画像に適用される。これは、垂直引っ掻き傷の端を強調する効果を有する。
【００６０】
　２レベル閾値が１２８グレーレベルで適用される。１２８以上のレベルでのピクセルは
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、白（２５５）にセットされ、１２８の輝度より下のピクセルは黒（０）にセットされる
。画像は次に、黒ピクセルを白にし、白ピクセルを黒にして反転される。これは、黒エリ
アの全球測定の応用である、最終ステップにおいて用いられる全球測定特性を受け入れる
ことである。この結果は、画像中の黒ピクセルのパーセントの観点から与えられる。これ
は、方法１によって引っ掻き傷をつけられる全体面積のパーセント（すなわち、引っ掻き
傷のついた％）である。全体手順は、１画像当たり２、３秒を要する。多くの擦過サンプ
ルを、従来法において必要とされた人間オペレーターとは無関係なこの方法によって迅速
におよび再現性よく評価することができる。
【００６１】
表面張力
　サンプルの表面張力は、液滴法を用いて表面上で特定液体の接触角を測定することによ
って分析した。
【００６２】
実施例１
　（１）成分（ＩＩ）：０．２ｇのＣＨ２＝ＣＨＳｉ（ＣＨ３）２Ｏ［Ｓｉ（ＣＨ３）（
ＣＨ２ＣＨ２ＣＦ３）Ｏ］ｘ（ＣＨ３）２ＳｉＣＨ＝ＣＨ２（Ｇｅｌｅｓｔ，Ｉｎｃ．，
Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，ＰＡ，ＵＳＡから入手可能な、ポリヒドロメチルシロキサン架
橋剤とともに、ビニルテレケリック－末端ポリトリフルオロプロピルメチルシロキサン、
１，０００より大きい分子量（ＭＷ）およびＰｔ触媒、Ｆ０６５）、（２）成分（ＩＩＩ
）：０．０５ｇのＦ（ＣＦ２）８ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、（３）成分（
ＩＶ）：０．０３ｇのフッ素化オイルＫｒｙｔｏｘ（登録商標）ＧＰＬ１０５、３００～
９００の分子量（Ｅ．Ｉ．ｄｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥから入手可能な）、（４）０．０２ｇのトルエン中１０
重量％のＰｔ／ＶｉＳｉＯ錯体（Ｇｅｌｅｓｔ，Ｉｎｃ．，Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，Ｐ
Ａから入手可能なＳＩＰ　６８３０．３）、（５）０．１ｇのトリフルオロ酢酸、（６）
１ｇの酢酸プロピルおよび（７）５ｇのトルエンを含有する未硬化組成物を形成した。未
硬化組成物を、プレートを３０分間未硬化組成物中に浸漬することによってガラスプレー
ト（Ｍｏｔｏｒｏｌａ製）上にコートし、引き続きトルエン中に短く浸漬して過剰の組成
物を除去し、コートされたガラスを、蓋なし容器中の水からの高湿度のオーブン中６５℃
で３時間加熱し、最終的に真空オーブン中１２０℃で１．５時間ベーキングした。得られ
たきれいな透明で無色のコーティングは、水（１０６度）、ジヨードメタン（９３度）お
よびヘキサデカン（６９度）の高い接触角によって示されるように低い表面張力（＜１８
ダイン／ｃｍ）、ならびに紙でのホイッピングに対する目に見える耐引っ掻き性を有した
。
【００６３】
実施例２
　（１）成分（ＩＩ）：０．２ｇのＣＨ２＝ＣＨＳｉ（ＣＨ３）２Ｏ［Ｓｉ（ＣＨ３）（
ＣＨ２ＣＨ２ＣＦ３）Ｏ］ｘ（ＣＨ３）２ＳｉＣＨ＝ＣＨ２（Ｇｅｌｅｓｔ，Ｉｎｃ．，
Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，ＰＡから入手可能な、ポリヒドロメチルシロキサン架橋剤とと
もに、ビニルテレケリック－末端ポリトリフルオロプロピルメチルシロキサン、１，００
０より大きい分子量（ＭＷ）、およびＰｔ触媒、Ｆ０６５）、（２）成分（ＩＩＩ）：０
．１ｇのＦ（ＣＦ２）８ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（ＯＣＨ２ＣＨ３）３、（３）成分（ＩＶ）：
０．０２ｇのフッ素化オイルＫｒｙｔｏｘ（登録商標）ＧＰＬ１０５　３００～９００の
分子量（Ｅ．Ｉ．ｄｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗｉ
ｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥから入手可能な）、（４）０．０３ｇのトルエン中１０重量％の
Ｐｔ／ＶｉＳｉＯ錯体（Ｇｅｌｅｓｔ，Ｉｎｃ．，Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，ＰＡから入
手可能なＳＩＰ　６８３０）、（５）０．１ｇのトリフルオロ酢酸、（６）１ｇの酢酸プ
ロピルおよび（７）６ｇのトルエンを含有する未硬化組成物を形成した。未硬化組成物を
、プレートを３０分間未硬化組成物中に浸漬することによってガラスプレート（Ｍｏｔｏ
ｒｏｌａ）上にコートし、引き続き酢酸プロピルでリンスして過剰の組成物を除去し、コ
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ートされたガラスを、蓋なし容器中の水からの高湿度のオーブン中６５℃で２．５時間加
熱し、最終的に真空オーブン中１２０℃で２時間ベーキングした。得られたきれいな透明
で無色のコーティングは、水（１０４度）、ジヨードメタン（８７度）およびヘキサデカ
ン（６３度）の高い接触角によって示されるように低い表面張力（＜１８ダイン／ｃｍ）
ならびに紙でのホイッピングに対する目に見える耐引っ掻き性を有した。
【００６４】
実施例３
　（１）成分（ＩＩ）：０．０６ｇのＨＯ（Ｓｉ（ＣＨ３）（ＣＨ２ＣＨ２ＣＦ３）Ｏ）

ｘＨ（シラノール末端ポリトリフルオロプロピルメチルシロキサン、８００～１２００の
分子量、ＦＭＳ－９９２２、Ｇｅｌｅｓｔ）、（２）成分（ＩＩＩ）：０．０１５ｇのＣ
Ｈ２＝ＣＨＣ（Ｏ）ＯＣＨ２（ＣＦ２）４ＣＨ２Ｏ（Ｏ）ＣＣＨ＝ＣＨ２（２，２，３，
３，４，４，５，５－オクタフルオロ－１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ＭＷ
＝３７０）、（３）成分（ＩＩＩ）：０．３ｇの１，６－ヘキサンジオールジアクリレー
ト、および（４）０．３ｇの酢酸プロピル、（５）０．０３ｇのＩｒｇａｃｕｒｅ（登録
商標）６５１を含有する未硬化組成物を形成した。未硬化組成物を、１ミルのドクターブ
レード・フィルム塗布機を用いてＦｕｊｉ　ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）フィルム
上にコートし、引き続き窒素で２分間パージし、次にＵＶランプによって８５℃で５分間
硬化させた。得られたコーティングは、ＲＶＩＳ＝１．４４（コートしていないＦｕｊｉ
　ＴＡＣに対して）、ＲＭＩＮ＝０．７２、曇り度＝０．５３、および引っ掻き傷のつい
た％＝１００を有した。
【００６５】
実施例４
　（１）成分（ＩＩ）：０．０４ｇのＨＯ（Ｓｉ（ＣＨ３）（ＣＨ２ＣＨ２ＣＦ３）Ｏ）

ｘＨ（シラノール末端ポリトリフルオロプロピルメチルシロキサン、ＭＷ＝８００～１２
００、ＦＭＳ－９９２２、Ｇｅｌｅｓｔ，Ｉｎｃ．，Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，ＰＡから
入手可能な）、（２）成分（ＩＩ）：０．０２ｇのＨＯ（Ｓｉ（ＣＨ３）（ＣＨ２ＣＨ２

ＣＦ３）Ｏ）ｙＨ（シラノール末端ポリトリフルオロプロピルメチルシロキサン、ＭＷ＝
５５０～８００、ＦＭＳ－９９２１、Ｇｅｌｅｓｔ，Ｉｎｃ．，Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ
，ＰＡから入手可能な）、（３）成分（ＩＩＩ）：０．０５ｇのＣＨ２＝ＣＨＣ（Ｏ）Ｏ
ＣＨ２（ＣＦ２）４ＣＨ２Ｏ（Ｏ）ＣＣＨ＝ＣＨ２（２，２，３，３，４，４，５，５－
オクタフルオロ－１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ＭＷ＝３７０）、（４）成
分（ＩＩＩ）：０．３ｇの１，４－ブタンジオールジアクリレート、および（５）０．３
ｇの酢酸プロピル、（６）０．０３ｇのＩｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）６５１を含有する
未硬化組成物を形成した。未硬化組成物を、１ミルのドクターブレード・フィルム塗布機
を用いてＦｕｊｉ　ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）フィルム上にコートし、引き続き
窒素で２分間パージし、次にＵＶランプによって８５℃で５分間硬化させた。得られたコ
ーティングは、ＲＶＩＳ＝１．３２（コートしていないＦｕｊｉ　ＴＡＣについての４．
３に対して）、ＲＭＩＮ＝０．８３、曇り度＝０．８４、および引っ掻き傷のついた％＝
８０を有した。
【００６６】
実施例５
　（１）成分（ＩＩ）：０．０６ｇのＨＯ（Ｓｉ（ＣＨ３）（ＣＨ２ＣＨ２ＣＦ３）Ｏ）

ｙＨ（シラノール末端ポリトリフルオロプロピルメチルシロキサン、ＭＷ＝５５０～８０
０、ＦＭＳ－９９２１、Ｇｅｌｅｓｔ，Ｉｎｃ．，Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，ＰＡから入
手可能な）、（２）成分（ＩＩＩ）：０．０５ｇのＦ（ＣＦ２）８ＣＨ２ＣＨ２Ｓｉ（Ｏ
ＣＨ２ＣＨ３）３、（３）成分（ＩＩＩ）：０．３ｇの１，３－ブタンジオールジアクリ
レート、および（４）０．３ｇの酢酸プロピル、（５）０．０３ｇのＩｒｇａｃｕｒｅ（
登録商標）６５１を含有する未硬化組成物を形成した。未硬化組成物を、１ミルのドクタ
ーブレード・フィルム塗布機を用いてＦｕｊｉ　ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）フィ
ルム上にコートし、引き続き窒素で２分間パージし、次にＵＶランプによって８５℃で５
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分間硬化させた。得られたコーティングは、ＲＶＩＳ＝１．２４（コートしていないＦｕ
ｊｉ　ＴＡＣについての４．３に対して）、ＲＭＩＮ＝０．９８、曇り度＝０．７４、お
よび引っ掻き傷のついた％＝１００を有した。
【００６７】
実施例６
　（１）成分（ＩＩ）：０．０３７ｇのＨＯ（Ｓｉ（ＣＨ３）（ＣＨ２ＣＨ２ＣＦ３）Ｏ
）ｙＨ（シラノール末端ポリトリフルオロプロピルメチルシロキサン、ＭＷ＝８００～１
２００、ＦＭＳ－９９２２、Ｇｅｌｅｓｔ，Ｉｎｃ．，Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，ＰＡか
ら入手可能な）、（２）成分（Ｉ）：０．０１５ｇのＥ１０－ＤＡ、パーフルオロポリエ
ーテルジアクリレート、Ｍｎ＝１２００～１５００（Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ
，Ｉｎｃ．，Ｅｘｔｏｎ，ＰＡから入手可能な、製品コードＣＮ４０００）、（３）成分
（ＩＩＩ）：０．８ｇの１，４－ブタンジオールジアクリレート、および（４）０．８ｇ
の酢酸プロピル、（５）０．０８ｇのＩｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）６５１を含有する未
硬化組成物を形成した。未硬化組成物を、１ミルのドクターブレード・フィルム塗布機を
用いてＦｕｊｉ　ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）フィルム上にコートし、引き続き窒
素で２分間パージし、次にＵＶランプによって８５℃で５分間硬化させた。得られたコー
ティングは、ＲＶＩＳ＝１．８９（コートしていないＦｕｊｉ　ＴＡＣについての４．３
に対して）、ＲＭＩＮ＝１．７２、曇り度＝０．５６、および引っ掻き傷のついた％＝２
１を有した。
【００６８】
実施例７
　（１）成分（ＩＩ）：０．０５ｇのＨＯ（Ｓｉ（ＣＨ３）（ＣＨ２ＣＨ２ＣＦ３）Ｏ）

ｙＨ（シラノール末端ポリトリフルオロプロピルメチルシロキサン、ＭＷ＝５５０～８０
０、ＦＭＳ－９９２１、Ｇｅｌｅｓｔ，Ｉｎｃ．，Ｍｏｒｒｉｓｖｉｌｌｅ，ＰＡから入
手可能な）、（２）成分（Ｉ）：０．０１５ｇのＥ１０－ＤＡ、パーフルオロポリエーテ
ルジアクリレート、Ｍｎ＝１２００～１５００（Ｓａｒｔｏｍｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｉ
ｎｃ．，Ｅｘｔｏｎ，ＰＡから入手可能な、製品コードＣＮ４０００）、（３）成分（Ｉ
ＩＩ）：０．８ｇの１，３－ブタンジオールジアクリレート、および（４）０．８ｇの酢
酸プロピル、（５）０．０８ｇのＩｒｇａｃｕｒｅ（登録商標）６５１を含有する未硬化
組成物を形成した。未硬化組成物を、１ミルのドクターブレード・フィルム塗布機を用い
てＦｕｊｉ　ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）フィルム上にコートし、引き続き窒素で
２分間パージし、次にＵＶランプによって８５℃で５分間硬化させた。得られたコーティ
ングは、ＲＶＩＳ＝１．７３（コートしていないＦｕｊｉ　ＴＡＣについての４．３に対
して）、ＲＭＩＮ＝１．７２、曇り度＝０．２４、および引っ掻き傷のついた％＝９８を
有した。
【００６９】
参考実施例
　（１）成分（Ｉ）：０．１１ｇのＶｉｔｏｎ（登録商標）ＧＦ－２００Ｓフルオロエラ
ストマー（ＭＷ＝３０，０００～７０，０００、Ｅ．Ｉ．ｄｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏ
ｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥから入手可能な）、（２
）成分（ＩＩＩ）：２．０ｇの１，４－ブタンジオールジアクリレート、および（３）０
．１９ｇの酢酸プロピル、（４）２．０ｇのＶｅｒｔｒｅｌ（登録商標）ＸＦスペシャル
ティ流体（Ｅ．Ｉ．ｄｕＰｏｎｔ　ｄｅ　Ｎｅｍｏｕｒｓ　ａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ，Ｗ
ｉｌｍｉｎｇｔｏｎ，ＤＥから入手可能なフッ素化溶媒）、（５）０．００１１ｇのＩｒ
ｇａｃｕｒｅ（登録商標）６５１を含有する未硬化組成物を形成した。未硬化組成物を、
０．５ミルのドクターブレード・フィルム塗布機を用いてＦｕｊｉ　ＴＡＣ（トリアセチ
ルセルロース）フィルム上にコートし、引き続き窒素で２分間パージし、次にＵＶランプ
によって８５℃で５分間硬化させた。得られたコーティングは、４７度のヘキサデカン前
進接触角および２６度の後退接触角を示し、ＲＶＩＳ＝３．３６（コートしていないＦｕ
ｊｉ　ＴＡＣについての４．３に対して）、曇り度＝０．６２％を有した。
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